
JP 6431420 B2 2018.11.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象ワークにペーストを塗布するためのペースト塗布装置において、
　塗布ピンと、
　該塗布ピンを保持するピン保持部材と、
　対象ワークよりも上方に位置するようにされたペースト容器と、
　該ピン保持部材を、該塗布ピンが該ペースト容器の直上に位置するペースト補充位置と
、該塗布ピンが該対象ワークの直上に位置するペースト塗布位置であって、該ペースト補
充位置から水平方向で離れ且つ該ペースト補充位置よりも下方となるペースト塗布位置と
の間で、傾斜ガイド路に沿って案内する傾斜移動機構と、
　該ピン保持部材が該ペースト補充位置にあるときに該ピン保持部材を該塗布ピンの先端
が該ペースト容器内のペーストに浸漬する位置に下降させるとともに、該ピン保持部材が
該ペースト塗布位置にあるときに該ピン保持部材を該塗布ピンの先端に付けられたペース
トが該対象ワーク上に接触する位置に下降させるようにする垂直移動機構と、
　を備え、
　該傾斜移動機構が、該傾斜ガイド路の方向に延びるガイドレール及び該ガイドレールに
沿って相対的に移動する被ガイド部からなる傾斜ガイド部材と、該ピン保持部材を上下方
向に移動可能に保持した状態で水平方向に移動させる水平駆動部と、を備え、該ガイドレ
ールと該被ガイド部とのうちの一方が該ピン保持部材に固定されており、
　該ピン保持部材が該水平駆動部によって水平方向に移動されるときに、該被ガイド部が
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該ガイドレールに案内されることにより該ピン保持部材が上下方向にも移動されて、該ピ
ン保持部材が該傾斜ガイド路に沿って案内されて移動する、ペースト塗布装置。
【請求項２】
　該傾斜ガイド路の傾斜角度を調整するために、該ガイドレールの該ピン保持部材に対す
る角度が変更可能とされた、請求項１に記載のペースト塗布装置。
【請求項３】
　該垂直移動機構が、偏心カムと、該偏心カムを回動させる回転駆動部と、該偏心カムと
係合するカム係合面を有するとともに該ガイドレールと該被ガイド部とのうちの他方が固
定されたガイド保持部材と、を有していて、該偏心カムが該回転駆動部により回動された
ときに該ガイド保持部材が上下動するようにされており、
　該垂直移動機構が、該傾斜ガイド部材を介して、該ピン保持部材を上下動させるように
されている、請求項１又は２に記載のペースト塗布装置。
【請求項４】
　該ガイドレールが該ガイド保持部材に固定され、該被ガイド部が該ピン保持部材に固定
されており、該被ガイド部が、該ガイドレール上を摺動するスライダである、請求項３に
記載のペースト塗布装置。
【請求項５】
　該ピン保持部材と該塗布ピンとの間に設定されたバネ部材をさらに備え、該バネ部材に
よって該塗布ピンが該ピン保持部材に対して上下動可能に弾性的に保持されている、請求
項１乃至４の何れか一項に記載のペースト塗布装置。
【請求項６】
　対象ワークを保持して、該対象ワークを水平面上で移動させるようにされたワークステ
ージであって、該対象ワーク上の任意のペースト塗布領域を該ピン保持部材が該ペースト
塗布位置にあるときの該塗布ピンの直下に位置決めするようにされたワークステージを更
に備える、請求項１乃至５の何れか一項に記載のペースト塗布装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板などの対象ワークに接合材料としてのペーストを塗布するためのペ
ースト塗布装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば回路基板上に半導体ＬＥＤチップを固着させるためのダイボンダにおいては、接
合材料としてのペーストを回路基板の表面の所要位置に予め塗布し、これに半導体ＬＥＤ
チップを載せて、該半導体ＬＥＤチップを回路基板に接合するようにするものがある。こ
のようなダイボンダにおけるペーストを塗布する装置としては、例えば、ペーストをシリ
ンジ内に用意し、該シリンジ先端のノズルからペーストを所要量ずつ排出して塗布するよ
うなもの（特許文献１）や、ペースト塗布用の塗布ピンを用意し、塗布ピンの先端をペー
スト溜に浸けてペーストを付着させ、その塗布ピンを回路基板上まで動かして該回路基板
に接触させて塗布を行うようにしたものなどがある。この塗布ピンを用いたペースト塗布
装置では、生産性を上げるために、通常、回路基板の上方位置にペースト容器が配置され
ていて、塗布ピンの水平方向での移動距離をできるだけ小さくするようにしている。この
ようなペースト塗布装置においてペーストを回路基板上に塗布する際には、まず塗布ピン
の先端をペースト容器に浸け、次にペーストが付着した塗布ピンをペースト容器から水平
方向に移動させて回路基板上のペーストを塗布する位置の真上に位置決めし、さらに、ペ
ースト容器から回路基板までの高さと同程度の距離を下降させて塗布ピンの先端を回路基
板に接触させる。この後、塗布ピンは逆の経路でペースト容器の上方にまで戻され、以後
上記動作を繰り返して回路基板上の所要位置にペーストを順次塗布していく。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－５４５３４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような塗布ピンを用いた従来のペースト塗布装置においては、塗布ピンの水平方向
での移動距離は減少するが垂直方向での移動距離は増大することになり、この垂直方向で
の距離の増大が更なる生産性向上の妨げとなっていた。
【０００５】
　本発明は上記従来技術の問題に鑑み、塗布ピンを斜め方向に移動させることにより塗布
ピンの移動距離を短縮して生産性をさらに向上させることが可能となるペースト塗布装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち本発明は、
　対象ワークにペーストを塗布するためのペースト塗布装置において、
　塗布ピンと、
　該塗布ピンを保持するピン保持部材と、
　対象ワークよりも上方に位置するようにされたペースト容器と、
　該ピン保持部材を、該塗布ピンが該ペースト容器の直上に位置するペースト補充位置と
、該塗布ピンが該対象ワークの直上に位置するペースト塗布位置であって、該ペースト補
充位置から水平方向で離れ且つ該ペースト補充位置よりも下方となるペースト塗布位置と
の間で、傾斜ガイド路に沿って案内する傾斜移動機構と、
　該ピン保持部材が該ペースト補充位置にあるときに該ピン保持部材を該塗布ピンの先端
が該ペースト容器内のペーストに浸漬する位置に下降させるとともに、該ピン保持部材が
該ペースト塗布位置にあるときに該ピン保持部材を該塗布ピンの先端に付けられたペース
トが該対象ワーク上に接触する位置に下降させるようにする垂直移動機構と、
　を備えるペースト塗布装置を提供する。
【０００７】
　当該ペースト塗布装置においては、塗布ピンを保持するピン保持部材が、傾斜ガイド路
に沿って斜めに案内されるため、塗布ピンの移動量を小さくすることができる。また、垂
直移動機構に要求される移動距離が短縮されるため、垂直移動機構をより簡易な構成とす
ることができる。なお、従来の装置において、水平と垂直の２軸の移動機構を同期させて
斜め方向に移動させることもできるが、そのようにすると各軸を高精度に同期動作させる
必要があり制御が複雑になる。また、例えば塗布ピンがペースト容器に機械的に干渉する
ことを防止するためにストッパやインタロックセンサなどの安全装置を設置する必要も生
じて、装置が複雑化する。これに対して当該ペースト装置は、ピン保持部材は傾斜ガイド
路に沿って案内されるため、制御は単純化できるし、またその移動範囲が制限されて他の
部材間の干渉が起きにくいため、安全装置の設置も従来のものに比べて低減できる。
【０００８】
　具体的には、
　該傾斜移動機構が、該傾斜ガイド路の方向に延びるガイドレール及び該ガイドレールに
沿って相対的に移動する被ガイド部からなる傾斜ガイド部材と、該ピン保持部材を上下方
向に移動可能に保持した状態で水平方向に移動させる水平駆動部と、を備え、該ガイドレ
ールと該被ガイド部とのうちの一方が該ピン保持部材に固定されており、
　該ピン保持部材が該水平駆動部によって水平方向に移動されるときに、該被ガイド部が
該ガイドレールに案内されることにより該ピン保持部材が上下方向にも移動されて、該ピ
ン保持部材が該傾斜ガイド路に沿って移動するようにすることができる。
【０００９】
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　好ましくは、該傾斜ガイド路の傾斜角度を調整するために、該ガイドレールの該ピン保
持部材に対する角度が変更可能とされているようにすることができる。
【００１０】
　このような構成により、対象ワークの高さ等に合わせてペースト塗布位置における塗布
ピンの高さを容易に調整することが可能となる。
【００１１】
　具体的には、該垂直移動機構が、偏心カムと、該偏心カムを回動させる回転駆動部と、
該偏心カムと係合するカム係合面を有するとともに該ガイドレールと該被ガイド部とのう
ちの他方が固定されたガイド保持部材と、を有していて、該偏心カムが該回転駆動部によ
り回動されたときに該ガイド保持部材が上下動するようにされており、
　該垂直移動機構が、該傾斜ガイド部材を介して、該ピン保持部材を上下動させるように
することができる。
【００１２】
　垂直移動機構をカム機構とすることにより、例えばボールネジを有する直動ステージな
どを使用する場合に比べて、その構成を単純かつ安価なものとすることが可能となる。
【００１３】
　具体的には、該ガイドレールが該ガイド保持部材に固定され、該被ガイド部が該ピン保
持部材に固定されており、該被ガイド部材が、該ガイドレール上を摺動するスライダであ
るようにすることができる。
【００１４】
　好ましくは、該ピン保持部材と該塗布ピンとの間に設定されたバネ部材をさらに備え、
該バネ部材によって該塗布ピンが該ピン保持部材に対して上下動可能に弾性的に保持され
ているようにすることができる。
【００１５】
　さらに好ましくは、対象ワークを保持して、該対象ワークを水平面上で移動させるよう
にされたワークステージであって、該対象ワーク上の任意のペースト塗布領域を該ピン保
持部材が該ペースト塗布位置にあるときの該塗布ピンの直下に位置決めするようにされた
ワークステージを更に備えるようにすることができる。
【００１６】
　以下、本発明に係るペースト塗布装置の実施形態を添付図面に基づき説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係るペースト塗布装置の斜視図である。
【図２】図１のペースト塗布装置の正面図である。
【図３】図１のペースト塗布装置の上面図である。
【図４】図１のペースト塗布装置の右側面図である。
【図５】図１のペースト塗布装置の塗布ピン及びピン保持部材がペースト補充位置にある
ときの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の一実施形態に係るペースト塗布装置１０は、図１乃至図５に示すように、塗布
ピン１２と、この塗布ピン１２を保持するピン保持部材１４と、これら塗布ピン１２及び
ピン保持部材１４を後述のようにペースト塗布位置（図２）とペースト補充位置（図５）
との間で移動させるための水平駆動部１６及び垂直駆動部１８と、水平駆動部１６及び垂
直駆動部１８を保持するベース部材２０と、接着材料としてのペーストを保持するペース
ト容器２２と、回路基板のような対象ワークＷを保持して水平面上で移動させるワークス
テージ２４と、を備え、塗布ピン１２の先端１２－１をペースト容器２２内のペーストに
浸漬させて該ペーストを付着させた後に、塗布ピン１２をワークステージ２４で位置決め
された対象ワークＷの所定位置に接触させることにより対象ワークＷにペーストを塗布す
るようにしたものである。
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【００１９】
　ペースト容器２２には、リング状の溝２２－１が形成されており、この溝２２－１の中
にペーストが入れられている。溝２２－１の上方にはペーストならし部材２６が配置され
ていて、容器回転駆動部２８によりペースト容器２２が回転されたときに、ペーストなら
し部材２６がペーストの上面をならすことによりペーストの上面高さが所定の高さで一定
となるようにしている。ペーストならし部材２６には、その高さを精密に調整するための
マイクロメータ２７が取付けられている。
【００２０】
　水平駆動部１６は、内部に設けられたモータによりボールネジを回転させることによっ
てステージ１６－１を水平方向（図で見て左右方向）の任意の位置に移動させるようにさ
れた自動直動ステージ装置である。水平駆動部１６のステージ１６－１には、垂直スライ
ド機構３０を介してピン保持部材１４が取付けられている。したがって、ピン保持部材１
４は水平駆動部１６のステージ１６－１に対して上下方向に移動可能となっている。
【００２１】
　ベース部材２０にはさらに、ガイド保持部材３４が垂直スライド機構３６（図３）を介
して上下動可能なように取付けられている。ガイド保持部材３４には、ガイドレール３２
－１とスライダ３２－２とからなる傾斜ガイド部材３２のうちのガイドレール３２－１が
固定されている。傾斜ガイド部材３２のスライダ３２－２の方は、ピン保持部材１４に固
定されている。回転駆動部１８は、内部に設けられたモータにより回転軸を任意の回転角
度位置にまで回転駆動できるものであり、その回転軸には該回転駆動部１８の回転中心か
らずれた偏心軸の周りで回転自在とされた円形の偏心カム３８が取付けられている。この
偏心カム３８は、ガイド保持部材３４に形成されたカム係合長穴４０の中に挿入配置され
ていて、該カム係合長穴４０の上下面に形成されたカム係合面４２と係合している。偏心
カム３８は、回転駆動部１８により回動されると、回転駆動部１８の回転中心の周りで公
転するとともに、カム係合面４２との係合により偏心軸の周りで自転する。偏心カム３８
の偏心に伴って、ガイド保持部材３４は、偏心カム３８の偏心量に応じた距離だけ垂直ス
ライド機構３０に沿って上下動する。偏心カム機構によるガイド保持部材３４の上下動幅
は数ｍｍ程度である。
【００２２】
　上述のようにガイド保持部材３４とピン保持部材１４とは傾斜ガイド部材３２を介して
連結されている。そのため、ピン保持部材１４は、回転駆動部１８と、ガイド保持部材３
４と、偏心カム３８とからなる垂直移動機構によって、傾斜ガイド部材３２を介して上下
動される。
【００２３】
　ピン保持部材１４は、上述のように、水平駆動部１６のステージ１６－１に固定された
垂直スライド機構３０に取付けられていると同時に、傾斜ガイド部材３２のスライダ３２
－２にも取付けられている。よって、ピン保持部材１４は、水平駆動部１６によって水平
方向に移動されると、スライダ３２－２がガイドレール３２－１に案内されることにより
上下方向にも移動し、結果としてガイドレール３２－１によって規定される傾斜ガイド路
Ｐに沿って、ペースト補充位置（図５）とペースト塗布位置（図２）との間で斜め方向に
案内されることになる。図５のペースト補充位置においては、塗布ピン１２の先端１２－
１がペースト容器２２のリング状の溝２２－１の直上に位置し、塗布ピン１２の先端１２
－１と溝２２－１内のペーストの表面との間の距離が垂直移動機構による上下動幅よりも
小さくなっている。図２のペースト塗布位置においては、塗布ピン１２は対象ワークＷの
直上に位置し、塗布ピン１２の先端１２－１と対象ワークＷとの間の距離が垂直移動機構
の上下動幅よりも小さくなっている。図２及び図４から分かるように、ペースト塗布位置
は、ペースト補充位置から水平方向で離れ且つペースト補充位置よりも下方の位置である
。塗布ピン１２は、板バネ４４を介してピン保持部材１４に弾性的に保持されていて、該
ピン保持部材１４に対して上下動可能となっている。これにより、塗布ピン１２が対象ワ
ークＷに接触する際の衝撃を緩和して対象ワークＷを傷付けないようにするとともに、垂
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直移動機構による移動距離の誤差を吸収するようにしている。
【００２４】
　当該ペースト塗布装置１０のペースト塗布時の動作について説明する。まず、図５のペ
ースト補充位置において、垂直移動機構により塗布ピン１２を下降させて塗布ピン１２の
先端１２－１をペースト容器２２内のペーストに浸漬させその後上昇させる。これにより
塗布ピン１２の先端１２－１に所定量のペーストが付着した状態となる。次に、水平駆動
部１６のステージ１６－１を図で見て右方に移動させて、ピン保持部材１４を傾斜ガイド
路Ｐに沿って案内しながら図２のペースト塗布位置にまで斜め下方に移動させる。このと
き、塗布ピン１２の先端１２－１は、対象ワークＷ上のペースト塗布領域の一つの直上に
位置する。そして、垂直移動機構により塗布ピン１２を下降させてペーストを塗布ピン１
２の先端１２－１とともに対象ワークＷ上のペースト塗布領域に接触させその後上昇させ
る。これにより、塗布ピン１２の先端１２－１に付着していたペーストの一部が対象ワー
クＷのペースト塗布領域内に塗布される。次に、水平駆動部１６のステージ１６－１を図
で見て左方に移動させて、ピン保持部材１４を傾斜ガイド路Ｐに沿って案内して斜め上方
に移動させて図５のペースト補充位置に戻す。このときワークステージ２４は、ペースト
塗布位置にあるときの塗布ピン１２の先端１２－１の真下となる位置に次のペースト塗布
領域が来るように対象ワークＷを移動させる。以上のステップを繰り返すことにより、対
象ワークＷ上のペースト塗布領域内にペーストを順次塗布していくようになっている。当
該ペースト塗布装置１０においては、ペースト塗布の１サイクルの時間はおよそ０．２秒
である。
【００２５】
　当該ペースト塗布装置１０においては、水平駆動部１６と傾斜ガイド部材３２とによっ
て構成される傾斜移動機構を有していて、この傾斜移動機構によってピン保持部材１４及
び塗布ピン１２が傾斜ガイド路Ｐに沿って案内して斜めに移動するようになっているため
、垂直移動機構によって塗布ピン１２を移動させる上下方向の距離を従来の装置に比べて
極めて小さくすることができる。すなわち、従来の装置においては、対象ワークＷとペー
スト容器２２との間の数ｃｍの距離についても垂直移動機構によって移動させなければな
らないが、当該ペースト塗布装置１０においてはその分の距離は傾斜移動機構によって移
動され、垂直移動機構によって移動させる必要がなくなるため、垂直移動機構による移動
距離が小さくなる。上記実施形態においては、垂直移動機構による上下方向での移動距離
は僅かに数ｍｍ程度となっている。また、垂直移動機構は、ペースト補充位置において塗
布ピン１２をペーストに浸漬させる際、及びペースト塗布位置において塗布ピン１２を対
象ワークＷに接触させる際に塗布ピン１２を上下動させるが、両位置の間を傾斜ガイド路
Ｐに沿って案内して斜めに移動するようにしていることにより、両位置において要求され
る塗布ピン１２の上下方向での移動量がほぼ同じとなるように設定することもできる。こ
のようにすることで、垂直移動機構の構成および制御をより単純なものとすることもでき
る。
【００２６】
　上記実施形態においては、垂直移動機構を偏心カム機構により構成しているが、他の直
動機構とすることができる。例えば、モータとボールネジを使用した直動自動ステージを
使用することもできる。この場合、要求される移動量は僅かで良いので従来の装置で要求
されていた直動移動ステージに比べて安価なものを選択可能である。
【００２７】
　また、上記実施形態においては、傾斜ガイド部材３２のガイドレール３１－２が垂直移
動機構のガイド保持部材３４に取付けられ、スライダ３２－２がピン保持部材１４に取付
けられるようになっているが、ガイドレール３２－１をピン保持部材１４に取付け、スラ
イダ３２－２をガイド保持部材３４に取付けるようにしてもよい。また、傾斜移動機構を
構成する傾斜ガイド部材３２は、ガイドレール３２－１とスライダ３２－２とからなって
いるが、傾斜ガイド路Ｐを規定するものであれば、例えばガイドレールとローラーとで構
成するなどの他の構成とすることもできる。また、ガイドレール３２－１を別体の部品と
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するのではなく、ガイド保持部材３４又はピン保持部材１４に直接形成された傾斜したガ
イド溝とすることもできる。
【００２８】
　また、垂直移動機構をピン保持部材１４上に配置してピン保持部材１４に対して塗布ピ
ン１２を上下動させるようにすることもできる。この場合には、上記実施形態における水
平駆動部１６のステージ１６－１の移動方向が傾斜ガイド路Ｐに沿う斜め方向となるよう
にベース部材２０に取付けることにより、傾斜ガイド部材３２を用いることなく、水平駆
動部１６によって直接的に、ピン保持部材１４及び塗布ピン１２を傾斜ガイド路Ｐに沿っ
て斜めに移動させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００２９】
ペースト塗布装置１０；塗布ピン１２；先端１２－１；ピン保持部材１４；水平駆動部１
６；ステージ１６－１；回転駆動部１８；ベース部材２０；ペースト容器２２；溝２２－
１；ワークステージ２４；ペーストならし部材２６；マイクロメータ２７；容器回転駆動
部２８；垂直スライド機構３０；傾斜ガイド部材３２；ガイドレール３２－１；スライダ
３２－２；ガイド保持部材３４；垂直スライド機構３６；偏心カム３８；カム係合長穴４
０；カム係合面４２；板バネ４４；
対象ワークＷ；傾斜ガイド路Ｐ；

【図１】

【図２】

【図３】
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